
×文化学園
DESIGN CONTEST

募集作品テーマ

ファッション業界の将来を担う学生に、地球環境に優しく、希少価値の高い

トリアセテート繊維「ソアロン 」の価値観を認知してもらい、

新たなる「ソアロン 」の可能性を感じさせる作品の募集をします。

応募要項応募資格
　●文化学園在籍学生

 応募規定
　●指定された｢ソアロン ｣の素材を用いてテーマに沿ったデザイン発想をして下さい。
　●デザインはレディスに限ります。
　●未発表、オリジナル作品に限ります。
　●応募いただいたデザイン画は返却出来ません。
　●制作費は各自の負担です。
　●制作サイズ、モデルについては一次審査通過者にお知らせします。

応募方法
　●B4サイズのデザイン画と応募カードを期限内に提出して下さい。（郵送可）
　　｢ソアロン ｣サンプルはテキスタイル資料室にて展示しています。
　　応募カードについてはテキスタイル資料室で配布します。またHPなどでもダウンロードできるようにします。
　　応募は1人何点でも構いませんが、応募カードは1点ごとに添付して下さい。
　　締    切　2020年9月30日（水）17：00
　　提出先　ファッションリソースセンター・テキスタイル資料室
　　郵送先　〒151-8521　渋谷区代々木3-22-1　F館Ｂ1F
　　　　　　文化学園ファッションリソースセンター宛

審査方法・スケジュール
　●一次審査　
　　提出されたデザイン画より審査員が候補作品を15点選出します。
　　一次審査通過者には本人に直接連絡します。
　　発表日　2020年10月12日（月）（予定）
　　
　●選出された15点は実物作品を制作して下さい。
　　期　限　2020年12月9日（水）13：00
　　提出先　ファッションリソースセンター・テキスタイル資料室

　●最終審査
　　作品提出後、モデル着用でのウォーキング映像とコンセプトが伝わるような
　　スチール写真を撮影。そちらをもとにオンラインにて審査いたします。
　　審査日　2020年1月下旬　（予定）

　●表彰式
　　1月下旬（予定）　※実施方法は検討しております。決まり次第お知らせします。

賞及び副賞
　●金賞　副賞20万円　●銀賞　副賞10万円　●銅賞　副賞  5万円　
　●東京ソワール賞　副賞レディスフォーマルウエア　　
　●三菱ケミカル賞　副賞  ※後日お知らせします。
　
審査員
　●国内ブランドデザイナー数組、三菱ケミカル（株）より予定。後日お知らせします。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  問合せ　ファッションリソースセンター　03-3299-2181

主催　文化学園ファッションリソースセンター　　共催　三菱ケミカル株式会社

Photogenic Dress

第14回となるソアロンデザインコンテストのテーマは『Photogenic Dress』です。

photogenicとは『写真(photo)』と『〜に適した(genic)』を掛け合わせた造語で

『写真映えする』という意味で使用されます。着ることで美しく、そして写真におさめることで

作者の思いなどを表現することができるようなデザインを募集します。

思わず目を引き写真をとりたくなる、映えるドレスをソアロンで表現してください。

なお、最終審査の方式が新型コロナウイルス感染拡大防止の観点より従来の公開審査から

今回はモデル着用でのウォーキング映像とスチール写真での審査となります。

フォトジェニック　ドレス　
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